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１．概要（Summary） 

ゾルゲルシリカ光導波路内部や光変調器に導波路

型グレーティング構造を導入する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子線描画装置（エリオニクス社製, ELS-7500EX）、

走 査 電 子 顕 微 鏡 （ EDS 付 き ） （ JEOL 社 製 , 

JSM-6060-EDS） 

【実験方法】 

(1)  電子線描画装置 

 250nm～90nm の周期構造を有するマスクファイ

ルを装置にアップロードし、グレーティング構造を露

光した（Fig. 1）。 

(2) 走査電子顕微鏡 

 作製したグレーティング構造を走査電子顕微鏡で

観測し、グレーティング構造がどのように作製された

かを確認した。 

 

Fig. 1 SEM picture of 90nm Line and Space. 

  

３．結果と考察（Results and Discussion） 

光導波路端面にブラッググレーティング構造を作

製することにより反射鏡として動作させる。本反射鏡

を使用して、バイオセンサや光変調器等への応用を行

うため、光導波路に波長 1.55m 帯のレーザ光を入射

し、反射光及び透過光のスペクトラムを測定した。こ

れらの結果から導波路内部にグレーティング構造が

作製されたことを確認した。また作製が困難な部分に

対してその構造を解析し、今後どのような方法で作成

すれば解像度を増すことができるかを検討した。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

(独)科学技術振興機構 

研究成果最適展開支援事業(A-STEP) シーズ顕在化 

榎波康文(研究代表者)  「高速光トランシーバ試験装

置用ポリマ光変調器の開発」 2015～ 2016 年度 

19,995千円 
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